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慶應義塾
大学

早稲田大学

東京工業大学

東京大学

NANOBIC
✓ ４大学学術交流の場
✓ 設備のオープン利用

（設備の相互補完）
✓ 産学公連携
✓ 国際network構築

4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム

川崎市

KISTEC

産業界との連携
・設備利用 ・独自研究

・共同研究 ・技術者教育



安心・安全
プローブ技術

・食の安全情報
・家庭用機器管理

超小型環境
センシング

・環境化学物質センサ
・センサネットワーク

革新的
医薬創出

・副作用のない薬剤
・超高速新規薬剤探索

革新的
医療デバイス

・家庭内ケア・在宅診断
・可搬型高度医療装置

産学公連携による新産業創出

地域高度ものづくり基盤
＋

先端ナノバイオ技術
＋

マイクロ・ナノファブ



NANOBICの特徴
Global Nanomicro technology Business Incubation Center

特徴
・MEMS/マイクロ流体に対応した
加工装置、分析評価装置を保有

・ガラスやシリコンなど
幅広い材料に対応

・４大学の先端研究者による
加工・分析ノウハウの蓄積

クリーンルーム(4大コンソ）
Class 10000（206.2 m2）
Class   100（172.8 m2）

・首都圏にあり、交通至便な立地



利用料支払

装置利用

装置予約

安全講習

利用申請

技術相談

最
短

３
日
間

✓ 横浜から９分、品川から１３分の新川崎駅に間近という
利便性の良い立地

✓ 利用者による装置操作
✓ 利用申請から装置利用開始までが短期間
✓ 施設運営者への報告義務が無い

NANOBICの利用手順

◆ webでの手続き、安全講習

◆ スタッフが利用者の作業内容に
立ち入らないためNDAが不要



Fab
つくる



リソグラフィ関連

・超高精度電子ビーム描画装置 エリオニクス社製 ELS-7800K

・レーザー直接描画装置 Heidelberg Instruments社製 DWL66FS

・両面マスクアライナー Suss社製 MA6+BSA 【～４インチウエハ、小片対応可】

・クラスタ型コータデベロッパ Suss社製 Gamma

最小電子
ビーム径
φ2.0nm

フルオート、
異形基板に

対応

オートレシピ：スピンコータ・スプレーコータ・ベーパープライム・ベーク・現像



エッチング関連
・ナノインプリント装置 SCIVAX社製 X-300

・ガラス用ドライエッチング装置 アルバックイーエス社製 NLD-570

・誘導結合プラズマドライエッチング装置 Oxford Instruments社製 100-ICP-180

【InP, InGaAs, InAlAs等のIII-V化合物半導体用】

・シリコン深堀エッチング装置 住友精密社製【～４インチ、ボッシュプロセス】

・集束イオンビーム加工観察装置 日立ハイテク社製 FB-2200【加工精度100nm】

・クロスセクションポリッシャ 日本電子社製 SM-09020

6インチ対応
熱式、UV式
大面積

高スループット



観察・分析関連

・雰囲気制御型熱電子放出型電子顕微鏡システム FEI社製 Quanta250+EDS

・紫外型熱レンズ顕微鏡システム マイクロ化学技研

・原子間力顕微鏡システム 日本ビーコ社製 Dimension Icon

・高速度カメラ フォトロン社製 FASTCAMSA2

・表面張力接触角計 協和界面科学社製 DropMaster500

ウェット観察可
高温・低温観察

大型試料可
φ210mm



Use
つかい
やすく



施設利用の順序・紹介等

企業向けイベント
情報等

Webからの装置利用申請と
申請書自動作成

HPからの申請受付



■安全講習会
全体講習会及びビデオによる随時実施

■CR・装置に関する安全等の情報共有

情報共有パネルの設置
⇒ヒヤリハット事例・運用

改善事項シートの掲示

安全情報の共有・教育



携帯型端末による操作支援

機器に貼り付けられたバーコードを
iPad搭載のカメラで撮影

すぐさまWebが立ち上がり関連操作
ビデオのローディング開始



グラス型端末による遠隔操作支援



Connect
つなぐ



■ナノ茶論（川崎市主催）

（複数回/年）

マイクロ・ナノの研究・開発事例と
大学・企業連携テーマの議論

学術交流の場

■国際会議の開催

マイクロ・ナノ流体に関する
世界最先端研究者との交流



ものづくり交流の場

■４大学コンソーシアムシンポジウム（２回/年）開催
先端加工・評価設備の利用法、利用例の共有



■４大学ナノ・マイクロファブリケーション
コンソーシアム及び施設概要のご紹介
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■社会人向け実習プログラム
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ナノファブスクエア
狙い：マイクロ流体デバイスやMEMSの設計・試作を可能とすることを
目的に、シリコン、ガラス、樹脂などの加工や、表面形態の観察・評
価までを行うプログラムを提供



ナノファブスクエア

日本工学会の高度
技術者教育プログ
ラムとして認定

狙い：マイクロ流体デバイスやMEMSの設計・試作を可能とすることを
目的に、シリコン、ガラス、樹脂などの加工や、表面形態の観察・評
価までを行うプログラムを提供



実習教育の具体的な内容

回 プロセス 実習で利用する装置（材料） 日程 講習講師 実習講師

1 フォトマスク作製 レーザ直接描画装置（新川崎） 2022/5/12 山本貴富喜先生 山本貴富喜先生

2 精密リソグラフィ 両面マスクアライナ（新川崎） 2022/5/26 佐藤友美先生 佐藤友美先生

3 シリコン酸化 酸化炉（海老名） 2022/6/2 栗原幸男先生 栗原幸男先生

4
シリコン異方性エッチン

グ
ドラフト（海老名） 2022/6/9 黒内正仁先生 黒内正仁先生

5 ナノパターン形成 電子線描画装置（海老名） 2022/6/16 黒内正仁先生 黒内正仁先生

6 陽極接合 陽極接合装置（海老名） 2022/6/23 安井学先生 安井学先生

7 シリコンドライエッチング シリコン深堀りDRIE装置（新川崎） 2022/7/7 関口哲志先生 松垣仁先生

8 ガラスエッチング
高密度プラズマドライエッチング装

置（新川崎） 2022/7/21 塚原剛彦先生 塚原剛彦先生

9 マイクロモールディング レーザ直接描画装置（新川崎） 2022/8/4 三宅亮先生 松垣仁先生

10 計算機シミュレーション１ COMSOL Multiphysics®（新川崎） 2022/8/25 KESCO殿 KESCO殿

2022年度の例



11
計算機シミュレーショ

ン２
COMSOL Multiphysics®（新川崎） 2022/9/8 KESCO殿 KESCO殿

12 ウェットエッチング ドラフト（新川崎） 2022/9/22 (予定) 小出晃先生 松垣仁先生

13 パリレン薄膜形成 パリレン蒸着装置（新川崎） 2022/10/6 高橋英俊先生
高橋英俊先生or

松垣先生

14 金属薄膜形成１ ECR スパッタ（新川崎） 2022/10/20 茂木克雄先生 茂木克雄先生

15 加工表面観察
超高解像度表面形状計測装置、

触針式段差計（新川崎） 2022/11/2 松垣仁先生 松垣仁先生

16 レジスト塗布
コータデベロッパ装置、スピンコー

タ（新川崎） 2022/11/17(予定) 田口良広先生 田口良広先生

17 転写プロセス ナノインプリント（新川崎） 2022/12/1
SCIVAX殿

伊倉和之先生
SCIVAX殿

伊倉和之先生

18 金属薄膜形成２
4元マグネトロンサイドスパッタ

（新川崎） 2022/12/15(予定) 田口良広先生 田口良広先生

19 ウェーハ切断 ダイシングソー（新川崎） 2023/1/12 松垣仁先生 松垣仁先生

20 デバイス接合 プラズマ発生装置（新川崎） 2023/1/26(予定) 河野顕臣先生 松垣仁先生

＊若手の実利用者を講師に実践的な講義・実習



日本工学会認定修了コース

1
フォトマスク作製

レーザ描画
7

シリコンドライエッチング

D-RIE
13

パリレン薄膜形成

パリレン
2

精密リソグラフィ

両面マスクアライナ

2
精密リソグラフィ

両面マスクアライナ
8 ガラスドライエッチングNLD 14

金属薄膜形成1

ECRスパッタ
7

レジスト塗布

コータデベ

16
レジスト塗布

コータデベ
12 ウエットエッチング 16

レジスト塗布

コータデベ
14

金属薄膜形成1

ECRスパッタ

17 ナノインプリント 15 加工表面観察 18
金属薄膜形成2

4元スパッタ
15

ウェットエッチング

ドラフト

ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3, デバイスコース1

ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート（アンケート）提出

要素プロセス技術1

リソグラフィコース

要素プロセス技術2

エッチングコース

要素プロセス技術3

成膜コース

デバイス1

サーフェスマイクロマシニング

コース

（電極/配線形成）

デバイスコース要素技術コース

デバイスコース（イメージ）
実習はAu/Crスパッタ、フォトリソグラフィおよびウェットエッチングにより
金属電極を形成します。



日本工学会認定修了コース

ECEプログラムの修了証

日本工学会認定プログラムの修了者のうち成績優秀者には当該
ECEプログラム推進委員会委員長名の修了書が与えられます。



✓ ４大学施設利用者専用脱衣室・エアシャワーの新設

✓ 脱衣室・CR内利用人数管理

✓ 消毒用アルコール設置、フェイスシールド着用、手袋・シールド廃棄

✓ 専用ゴミ箱（利用都度廃棄）の設置

✓ 講義はWeb対応も可能

✓ 実習では密を避け、講師の声が聞き取りやすくなるように拡声器利用

コロナ対策
特に実習では対面が基本のため対策の徹底



講習会の様子

超解像度レーザー顕微鏡実習会 陽極接合実習会＠海老名KISCTEC

実習・講習会の様子

精密リソグラフィ実習会

ガラスエッチング実習会

フォトマスク作製実習会

実習・講習会の様子



受講者数の推移

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

受講者数
（のべ）

95 91 132＊ 82

大企業 33 30 22 32

中小・ベン
チャー

6 13 35** 5

大学・研
究機関

9 20 18 18

＊女性研究者・技術者の増加（７名）

＊＊中小・ベンチャー企業は上昇傾向だったが、
2021年度は減少（近隣中小・ベンチャー一巡？）



2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

新規利用
登録者数

71 88 41 69

ナノファブ受講後に
新規利用
登録した人数

9 1 3 4

新規利用登録者に
占める受講者の割
合

13% 1% 7% 6%

受講者→施設利用者の割合

→実際に装置を利用する前に原理を学び装置に慣れると
いう（運営側の狙い）目的のために、ナノファブスクエアを
活用



今後の取り組み
リモートでの情報共有、リモートでの操作環境の実現による
①遠隔地からの受講・疑似実習、②遠隔地の有力講師招聘

NANOBIC 海外連携教育拠点

国内遠隔施設教育拠点


